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(54) Title: ILLUMINATION LENS SYSTEM FOR PROJECTION MICROLITHOGRAPHY, AND MEASURING AND MONI
TORING METHOD FOR SUCH AN ILLUMINATION LENS SYSTEM

(54) Bezeichnung: BELEUCHTUNGSOPTIK FÜR DIE PROJEKTIONS -MIKROLITHOGRAFIE SOWIE MESS- UND ÜBER
WACHUNGSVERFAHREN FÜR EINE DERARTIGE BELEUCHTUNGSOPTIK

(57) Abstract: Disclosed is a microlithographic projection exposure System (1) comprising an illumination System (4) with an
illumination lens System (5) for illuminating an illumination field on a reticle level (6). The illumination lens System is equipped
with a light distribution device (12a) encompassing a light deflection array (12) made up of individual elements, and an optical
subassembly (21, 23 to 26) which converts the light intensity distribution predefined on a first level (19) of the illumination lens
System (5) into an illumination angle distribution on the reticle level (6). Extracted illumination light (31) is applied to a spatially and
time-resolved detection device (30) downstream of an extraction device (17) located between the light deflection array (12) and the
reticle plane (6) within the light path in such a way that the detection device (30) detects a light intensity distribution corresponding
to the light intensity distribution on the first level (19). The detection device (30) allows the influence of individual elements or
groups of individual elements on the light intensity distribution on the first level (19) to be determined, especially by varying said
individual elements or groups thereof over time. The light deflection array of the disclosed illumination lens System functions during
normal Operation.

(57) Zusammenfassung: Eine Mikrolithografie-Projektionsbelichtungsanlage (1) hat ein Beleuchtungssystem (4) mit einer B e

leuchtungsoptik (5) zur Beleuchtung eines Beleuchtungsfeldes in einer Retikelebene (6). Eine Lichtverteilungseinrichtung (12a),
die ein Lichtablenkungs- Array (12) aus Einzelelementen umfasst, sowie eine optische Baugruppe (21, 23 bis 26), die die von der
Lichtverteilungseinrichtung (12a) in einer ersten Ebene (19) der Beleuchtungsoptik (5) vorgegebene Lichtintensitätsverteilung in
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eine Beleuchtungswinkelverteilung in der Retikelebene (6) umsetzt, gehört ebenfalls zur Beleuchtungsoptik; (5) Eine orts- und
zeitaufgeloste Detektionseinπ chtung (30) wird nach einer im Lichtweg zwischen dem Lichtablenkungs-Array (12) und der
Retikelebene (6) positionierten Auskoppeleinrichtung (17) derart mit ausgekoppeltem Beleuchtungshcht (31) beaufschlagt, dass
die Detektionseinπ chtung (30) eine der Lichtintensitatsverteilung in der ersten Ebene (19) entsprechende Lichtintensitatsverteilung
erfasst Mit der Detektionseinπ chtung (30) kann insbesondere mit einer zeitlichen Variation von Einzelelementen oder Gruppen
von Einzelelementen deren Einfluss auf die Lichtintensitatsverteilung in der ersten Ebene (19) bestimmt werden Es resultiert eine
Beleuchtungsoptik, bei der die Funktion des Lichtablenkungs-Arrays wahrend des Normalbetriebs erfolgt
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